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产品名称 光纤磁控溅射镀膜机多少钱 沈阳鹏程
磁控溅射镀膜机

公司名称 沈阳鹏程真空技术有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈河区凌云街35号

联系电话  13898863716

产品详情

线列式磁控?生产线磁控溅射镀膜机

线列式磁控生产线

沈阳鹏程真空技术有限责任公司专业生产、销售磁控溅射产品，我们为您分析该产品的以下信息。

采用先进的in-line产线结构，Twin-Mag孪生阴极磁控溅射技术，并配以全自动控制系统、先进的真空系
统，可在玻璃衬底上镀制SiO2、ITO、AZO、Al、Ni、Ti等各类绝缘介质薄膜、金属或合金薄膜，并可连
续溅镀多种不同材质的薄膜构成复合多膜层结构，适合大规模光学、电学薄膜的生产，做到一机多用具
有高能效、高可靠性、低成本的优势。

     本产品可广泛应用于触摸屏ITO镀膜、LCD显示屏ITO镀膜、薄膜太阳能电池背电极及AZO镀膜
、彩色滤光片镀膜、电磁屏蔽玻璃镀膜、AR镀膜、装饰镀膜等产业领域。

磁控溅射——溅射技术介绍

直流溅射法：直流溅射法要求靶材能够将从离子轰击过程中得到的正电荷传递给与其紧密接触的阴极，
从而该方法只能溅射导体材料，光纤磁控溅射镀膜机多少钱，不适于绝缘材料。因为轰击绝缘靶材时，
表面的离子电荷无法中和，这将导致靶面电位升高，外加电压几乎都加在靶上，两极间的离子加速与电
离的机会将变小，甚至不能电离，导致不能连续放电甚至放电停止，溅射停止。故对于绝缘靶材或导电
性很差的非金属靶材，须用射频溅射法（RF）。

溅射过程中涉及到复杂的散射过程和多种能量传递过程：入射粒子与靶材原子发生弹性碰撞，入射粒子



的一部分动能会传给靶材原子；某些靶材原子的动能超过由其周围存在的其它原子所形成的势垒（对于
金属是5-10 eV），从而从晶格点阵中被碰撞出来，产生离位原子；这些离位原子进一步和附近的原子依
次反复碰撞，产生碰撞级联；当这种碰撞级联到达靶材表面时，如果靠近靶材表面的原子的动能大于表
面结合能（对于金属是1-6eV），这些原子就会从靶材表面脱离从而进入真空。

如需了解更多磁控溅射产品的相关信息，欢迎关注沈阳鹏程真空技术有限责任公司网站或拨打图片上的
热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

磁控溅射的种类介绍

磁控溅射包括很多种类。各有不同工作原理和应用对象。但有一共同点：利用磁场与电场交互作用，使
电子在靶表面附近成螺旋状运行，从而增大电子撞击气产生离子的概率。所产生的离子在电场作用下撞
向靶面从而溅射出靶材。

靶源分平衡式和非平衡式，平衡式靶源镀膜均匀，非平衡式靶源镀膜膜层和基体结合力强。平衡靶源多
用于半导体光学膜，非平衡多用于磨损装饰膜。磁控阴极按照磁场位形分布不同，大致可分为平衡态磁
控阴极和非平衡态磁控阴极。平衡态磁控阴极内外磁钢的磁通量大致相等，两极磁力线闭合于靶面，很
好地将电子/等离子体约束在靶面附近，增加了碰撞几率，提高了离化效率，光纤磁控溅射镀膜机批发，
因而在较低的工作气压和电压下就能起辉并维持辉光放电，靶材利用率相对较高。

但由于电子沿磁力线运动主要闭合于靶面，光纤磁控溅射镀膜机哪家好，基片区域所受离子轰击较小。
非平衡磁控溅射技术，即让磁控阴极外磁极磁通大于内磁极，两极磁力线在靶面不完全闭合，部分磁力
线可沿靶的边缘延伸到基片区域，从而部分电子可以沿着磁力线扩展到基片，增加基片磁控溅射区域的
等离子体密度和气体电离率。不管平衡还是非平衡，若磁铁静止，其磁场特性决定了一般靶材利用率小
于30%。为增大靶材利用率，磁控溅射镀膜机，可采用旋转磁场。但旋转磁场需要旋转机构，同时溅射
速率要减小。旋转磁场多用于大型或贵重靶，如半导体膜溅射。对于小型设备和一般工业设备，多用磁
场静止靶源。

如需了解更多磁控溅射产品的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！ 

光纤磁控溅射镀膜机多少钱-沈阳鹏程-磁控溅射镀膜机由沈阳鹏程真空技术有限责任公司提供。沈阳鹏
程真空技术有限责任公司（www.pengchengzk.com）在成型设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，沈阳
鹏程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董顺。
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